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- En instalaciones de la industria quimica, en ins-
talaciones de evaporacién o en equipos de laboratorios y si
milares, en los cuales una fase gaseosa o en forma de vapor
estd en comunicacién con un liquido, se desea algunas vécég _
que en el caso de una répida disminucién de presién en la .1
fase liquida se interrumpa rdpidamente la introduccidén de
la otra fase y de este modo se evite una disminucién de pre |
sidn en esta fase. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de
instalaciones de concentracidén por evaporacidén para aguas
residuales radioactivas. ’

El procedimiento de concentracién por evaporacién
se basa en el hecho de que la radioactividad de las aguas
residuales estd ligada con las sustencias disueltas y no di
sueltas en el agua, y éstas no son voldtiles, por lo que du
rante la evaporécién permanecen en la fase 1iquidajy pueden
enriquecerse y concentrarse allf. El vapor de agua resultan
te no contiene en el caso ideal ningin tipo de radioactivi-
dad, pero en la préctica se arrastran por la corriente de
vapor siempre en mayor o menor cantidad, gotitas, las cua-
les poseen la misma composicién que el liquido radioactivo
que se evapora. Los portadores de actividad presentes en
ellos son arrastrados’ junto con las gotitas por el vapor e
introducidos durante la condensacién en el destilado férma-'
do. . .

Si entonces, en la fase liquida del condensador
disminuye repentinamente la presién, aparece un vigoroso
despréndimiento de vapor en el evéporador, que conduce g
elevadas velocidades de vapor y al arrastre conjunto de ma-
yores cantidades de l{quido. El destilado tiene entonces

ung radioactividad inadmisiblemente alta.
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- Pueden aparecer problemas andlogos, por e jemplo,
en la industria quimice.

'Hablando de manera enteramente general, el inven-
to se basa en la misién de evitar una disminucién de pre-~

sién en un sistema A, cuando en un sistema B puesto en couu

nicacién con €1, por una causa situada fuera del sistema A,
disminuye rdpidamente la presidn, estando llenado el siste-
me. A con uvn medid én forma de gas o de vapor bajo presidn,
el cual circula en el caso de funcionamiento normal al sis-
tema B, = través de un sistema A', que estd llenado en el
estado de funcionamiento normel con el mismo medio que tiene
aproximadamente la misme presién, el cual sistema B estd 11g
nado en lo esencial con un medio liguido y estéd bajo una
presidén no inducida por el sistema A, existiendo ademds en-
tre los sistemas A y B, como consecuencia de las relaciones
de presién de loé dos sistemas, un equilibrio de funciona-
miento. Es sabido incorporar en conducciones para gases y
vapores drganos de regulacibn, los cusles son controlados
en funcidén de la presién en un lugar determinado de la ins-
talacién. Estos equipos conocidos no son apropiados sin em-
bargo para la presente finalidad, ya que en general tienen yn
retardo demasiado grande en el control. Ademds de ello, pue
de existir la dificultad de que, por ejemplo en el caso de
un fallo de la red, también sea interrumpido el sbasteci-
miento del equipo de control y hasta la puesta en marcha o
conmutacién con una instalacién de corriente de emergencia
gse pierda un tiempo adicional,

Ia solucién de acuerdo con el invento de la mi--
sién_establecida esté caractorizada porque entre el primer

sistema espaciel A y el sistema espacial intermedio A' estd
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_{-dispuesto un érgano de bloqueo accionado por un pistdén, uno

de los lados del pistén estd cargado mediante un medio 1li-
quido con la presién del segundo sistema en el sentido de
épertura del érgeno de blogueo y el otro lado del pistéﬁw:'
egtd cargaedo con la presidén en el primer sistema en el sen-|
tido de cierre del 6rgano de blogueo, proporcionando la '
fuerza, a causa de la diferencis de las presiones que car-
gan a los pistones en cooperacién con las otras fuerzas que
actian éobre los pistones, una resultante que en el estado
de funcionémiento normal actda en el sentido de apertura
del érgano de bloqueo, ¥y en el'caso dGe aumento de la dismi-
nucidn de presién junto al orificio de salida del sistema
espacial intermedio A* estd dirigido hacia ‘el segundo siste
ma B frente a la disminucién de presibn preestablecida en
un valor previamente determinado, & causa de una disminu=-
cikn'de presién en el segundo sistema B, en el sentido de
oierre del 6rgano de blogueo.

El invento hace uso en tal caso de la circunstan-
cia de que la fuerza, que actia sobre el iado‘ﬁel pistén de
control cargado por el liguido, disminuye simultdneamente
con la presién en la fase liquida, pero la fuerza que actia
gobre el otro lado del pistén, como consecuencia de la ex—
pansién parcisl de la fase en forma de gas o de vapor en el

_sistema A', disminuye con ﬁayor lentitud. De este modo el
pistén de control del dispositivo de acuerdo con &l invento
responde y reacciona précticamente sin retardo. En algunos
casos puede ser conveniente incorﬁbrar en el sistema A' un
lugar de estrangulamiento, con el fin de retrasar la mencig
nada expansidn. -

Otra ventaja se puede lograr con el invenfo por




10

15

20

25

30
18038

Hoja nGm. 4-

el heqho de que el equipo estéd dispuesto dentro del siste-
ma, por lo que se suprimen lugares de hermetizacién respec—

t0 del exterior. Esto tiene gran importancia en especial en

| €1 caso de tratemiento de aguas residuales radioactivas en .

instalaciones de concentracién por evaporacidn y en el caso
de medios t6éxicos.

En los dibujos se representa, en parte de modo es
quemético, el objeto del invento en tres forrmas de realize-
cién 1lustrativas. La figura 1 muestra esquemdticamente una
instalacién para concentrar por evaporacién liquidos espe-
Cialmente:radioactivos; la figura 2 muestra una seccién a
través del condensador mixto de esta instalecidén, la figura
3 muestra una primera variante y la figura 4 una segunda va
riante, del equipo de acuerdo con el invento, .

Iz instalacibén representada en la figure 1 para
concentrar por evaporacién comprende dos etapas evaporado-
ras. ILa primera etapa evaporadora tiene un evaporador de ex
pangién 1, en el que se introduce la fraceién previa a tra-
vés de la conducecibn 2. EL liqgido es introducido & través
de la conduccibén tubular 3 en una bomba de recirculeidén 4,
atraviesa para su calentamiento un intercambiador de calor
5 y vuelve @l evaporador de expansién, en donde se evapora
una parte del lfquido por el calor que se- libera durante la
expansién. Este vapor es introducido a trgvés de la conduc-
cién pars vapores 6 en un condensador mixto 7, en donde se
condensa. La mezela de liquidos que se forma es introducida
a través de la conduccidn 13 en el evaporador de expansién
9 de la segunda etapa evaporadora., Desde este evaporador sg
le una conduccidén para vapor 10 y‘una conduceidn para liqui

do 11. Esta dltima conduce a una bomba de recirculacidén 12,
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|_que introduce el liquido en el condensador mixto 7 a través
de la conduccién 8.

En este instalacién, mediante la bomba de recircu

| lacidn 12 de la segunda etapa evaporadora en el condensador

mixto 7 se genera una contrapresién, que corresponde aproggf
madamente a la sobrepresidén que existe en la masa de vapor 
de la primera etapa evaporadora. En el caso de parads de lal-
bomba de recirculacién 12 de la segunda etapa evaporadora
desaparece esta contrapresidén, con lo cuel la presién en la
masa de ﬁaﬁores de la primera etapa evaporadora disminuye
casi repentinamente hasta la presibén de la segunda etapa
evaporadora. ElL liquido a espesar, que se encuentra en la
primera etapa evaporadora, posee sin embafgo una temperatu-
ra correspondiente & la presidn original y por lo tanto a
causa de la repentina y grande disminucién de presién, se
separard por evaporacién con muche rapidez y de modo incon-~
trolado, con lo cual aparece el peligro e que se arrastren
& la segunde etapa evaporadora mayores cantidades de este
l{quido y ensucien e impurifiquen intensamente a dicha eta-
pa evaporadora, Los trabajos de limpieza provocados por
el}o gignifican una parada de funcionamiento de la instala-
cién, .
Por lo tanto, es deseable evitar una evaporacién
7 incontrolada del liquido de la primera ctapa evaporadora en
el caso de parada de la bomba de recirculacidén de la segun-
da etapa evaporadora. El equipo de acuerdo con el invento
que impide la disminucién de presién en 1a primera etapa
evaporadbra, estd colocado por ejemplo en el condensador
mixto 7, que se representa & mayor escala en la figura 2.

Los vapores a condensar son iniroducidos desde
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_arriba er el condensador mixto mediante la conduccidén 14 ¥y
pasan a través de un tubo central 14' 21 dispositivo distri

buidor 15, que estd en comunicacidén con el tubo central 14!

1la. El dispositivo distribuidor 15 tiene taladros 17 diri-
gldos hacia arriba, los cuales estdn dispuestos repartidos
uniformemente en dos filas. Entre las filas estd prevista
une chapa directriz 18 de formz tubular, que impide una reu
nién de los hilos de vapor que salen de los taladros 17 en-
tre las fiias, por lo que se esteblece una condensacidén com
pleta.

Por encima de la chapa directriz de forma tubular
18 estdn previstos a distancia entre si dos anillos de cha-
pa 19, 20, uno de los cuales se asienta apretadamente en el
tubo 14 ¥y el otro estd unido fijamente con la envolvente
del condensador. El anillo 20 deja una rendija entre su bor
de y la envolvente de condensador, y el anillo 19 deja abier
ta una rendija anular con respecto a la conduccién 14. Ia
zona en%re los dos anillos 19 y 20 forma una zona de conden
sacién ulterior 21, “

Usualmente la conduccidén 14 y el tubo 14' consis-
ten en un tubo continuo sin accesorios o elementos de inser
cibn, Si en tal disposicidén disminuye la presién de liquido
en el condensador 7, aumenta la cantidad de vapor que ciren
la a través de los taladros 17, y disminuye la presidn de
vapoY en el sistema espacial A, a saber en el evaporador 1.
De este modo aparece sin eﬁbargo un vigoroso desprendimien-
to de vapor, con lo cusl se arrastran gotites de liguido al
condensador mixto, .

Coh 61 fin de impedir esto, de acuerdo con el in-
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_vento, estén unidas entre si la conduccién 14 y el tubo cen
tral 14! por debzajo del anillo de chapa 20 a través de un
alojamiento 22, en el qde peheira en parte 21 tubo 14', Es-

23 para una vélvula de plato 24, que estd unida con un tulo
25, que atraviesa él_tubo central 14' y al dispositivo dise]
trivuidor 15, a éste preferiblements con holgura, y estd ce
rrado junto al extremo inferior con una placa 26. Sobre el
pistén formado por el plato de vilvula 24, el tube 25 y la
placa 26 actia sobre la plaéa 26 la presién del liguido en
el sistema espacial B y sobre la superficie cemtral 24' de
igual tamafio del plato de vdlvula 24 la presidén del vapor
del sistema espacial A sélo ligeramente mayor en el estado
de funcionamiento normal de la instalacién evaporadora. En-
tre ¢l plato de vélvula 24 y el fondo 27 del alojamiento 22
estd previsto un resorte de compresién 28, que no sélo equi
libra el peso del pistdén 24, 25, 26, sino que en estado de
funcionamiento normal comprime contra topes 29 al plato de
vélvula 24. Si disminuyese rép;damente-la presién de ligui-
do en el condensador 7 y por consiguiente on el sistema es-
pacisl B, por ejemplo por parada de la bomba 12, tambidn de
sapareceria la presién e actia sobre la placa 26 del pis-
t6n, mientres que la presién de vapor que actia sobre la sﬁ
perficie central 24' del plato de vdlvula 24 disminuyé con

meyor lentitud a causa de la evaporacidén ulterior. La dife-

N 24( aunenta por consiguiente con mucha rapidez, con lo
cual se supera la fuerza de los resortes 28 y la inercia mi
_sica del pistén 24, 25, 26 y la vélvula 23, 24 es cerrada.

El vapor existente en el tubo 14! sale, de manera que la
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| presidn en el sistema A' se iguala a la del sistema B y ca
g1 sobre toda la superficie del plato de vdlwvula 24 carga
la presién A en el sentido de cierre.

En un ejémplo dé.realizacién, los platos de vile
vula 24, el tubo 25 y la tapa 26 tienen una masa de aproxi
madamente 20 kg. E1 resorte 28 ejerce en la posicién dibu-
jeda una fuerza de 300 N, de manera-qua el plato de vilwuila
24 es compéimido contra los topes en funcioramiento normal
con 100 N, Si disminuye la presién en la fase liquida y si
la difereﬁbia de.presiones llega 2 0,5 bares, predorina la
presidn de>vapor gue actda sobre el plato-de‘vélvula 24 en
la zona 24t' del tubo 25 y ejerce una fuerza de 240 N. Esta
proporciona una aceleracién de la vdlvula 24 junto con el
tubo 25 en direccidén del movimiento de cierre de 6 m.s. "2,
Fn el caso de una carrera de vdlvule de 0,1 metros el tiem

| po de cierre es por consiguiente de 0,18 segundos. Ia fuer
za ejercida por la presidén de vapor sobre la vAlvula cerra
da asciende a 4.000 N en el caso de una diferencia de pre-
siones de 0,7 bares,

En la figura 3 se representa une coluuna de lavg
do 30, en cuya'céﬁara inferior 31 llenada con gas, desembo
ca una conduccidén para gas 32. El gas atraviesa una placa
perforada 33 y sale por 34 de la columna, después de que ég
ta ha circulado exclusivamente en contracorriente a través
del liquido de lavado 35 que se encuentra sobre la placa
perforada 33, el cual liguido de lavado es introducido por
36 y'retirado por 37. Junto a la placa perforada, el ligqui-~
do y el gas tienen aproximadamente la misma presién, Si dig
minuye rdpidamente la presién por encima del nivel de liqui

do, lo cual puede ser causado por ejemplo por la rotura de

™
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1 ;.una conéuccibn, resulta junto a la placa perforada una ma-
yor diferencia de presiones, lo cugl conduce a un aumento
de la cantidad de gas que atraviesa el 1liquido de lavado, ¥
} podria salir gas insuficientemente purificado por 34 o a
5 travds del lugar de rotura eventualmente resultante. Con el}
fin de impedir esto, de acuerdo con el invento estd previs¥;
ta en la conduécién para gas 32 una vélvula de charnels o
mariposa 39, que es controlada por un cilindro de trabajo
40, Este contiene un pistén 41, que es cargado por un lado
10 a través de una ﬁonducqi§n tubular 42 por el l{quido 35 en
la colwmna 30 y por otro lado a través de una conduccidén tu
bular 43 por el gas. Ia presién de liquido que actda sobre
el pistén 41, a causa de la menor alturs hidrostdtica del
1{quido, es menor que la presién de gas,'por lo cual esté
1 previsto un resorte de traccién 45, bajo cuya accidn es man
tenids abierta ia vdlvula de mariposa 39. La biela 46 estd
unida para este fin mediante una barra de gufa 47 con un
brazo 49 que se asienta sobre el eje 48 de la vélvula de ma
ri;c;osa 39. .

20 ' Si diéminuye le presién hasta el ni§e1 de liquido
38, también disminuye le preeidén de liguido que actde sobre
el pistén 41, de manera que el pistén 41 es desplazado he-
cia la derecha por la presidn de gas que actia sobre €1 y
que desciende més lentamente, y de este modo es cerrada la
25 vélvule de mariposa 39.

' En la figura 4 se representa esquematicamente un
equipo pare él enfriamienio de uﬁ'gas. El gas que circula
desde el espacio 50 a través de una vdlvula 51 y una condug
cibén tubular 52 dentro de la cémara de refrigeracién 53, es

30 refrigerado alli mediante un liquido de.refrigeracién que
18038 )
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. afluye en 54 y pasa en 55 a una conduccién tubular no reprel

sentada. El gas atraviesa un distribuidor 56, de manera que
se garantiza un contacto Intimo entre gas y liquido. El 1{-
quido de refrigerééién sale de la cdmara 53 por 57.

.La vélvula 51 consiste en un alojamiento 58, un
plato de vdlvula 59, un asiento de vdlvula 59', una dbarra d
vélvula 60 y un pistén 61, gue estd dispuesto de modo des-
plazable en un c¢ilindro 62, Este cilindro estd abierto en
el lado asociado con el plato de véilvula 59, de manera que
el pistdn.es cargado por el gas sobre este lado. El ofro la
do del pistén 61 estd cargado por un 1fquido que penetra a
través de la boca 63. Este espacio cilindrico 64 estd unido
& través de una conduccién tubular 65 con el espacio 66 de
un gegundo cilindro 67. En este segundo c¢ilindro se encuen-

tra un pistén 68, libremente movible, sobre el cual actla p

‘wn ledo el 1fquido que serge al pistén 61 (1iguido de treng

ferencia), ¥y por otro lado el lfquido de refrigeracién, es-
tando en comunicacidn este espacio cilindrico 69 mediante
une conduceidn tubular 70 con la cémara 53. la ventaja de
esta forma de realizacidén consiste en que el liguido de 1o~
vado no actla directamente sobre el pistén 61 de la vdlvula
51, Esto es importante cuando el liguido de lavado con;iene
componentes agresivos. La conduccidén 70 puede ser mantenida
con tamafio muy corto y el cilindro 67 asi como el pistén 68
pueden ser fabricados a base de un material con elevadae es-
fabilidad frente a la corrosién, Ia conduccién tubular 65
as{ éomo el cilindro 62 pueden consistir entonces en wn ma-
terial mds barato.

Si disminuye la presién en el sistema B, tal como

se explica en relacidén con la figura 3, tembién disminuye
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~ tanto hacia la derecha en la figura 4 y el pistén de vélvu~

Hoje nGm, 11

tras que la presidn en el espacio cilindrico 66 disminuye

con mayor lentitud a causa de lag expansidén del gas existen-

te en los sistemas A y A'. Ia presidén que reina en estos
sistemas es transferida a través de los pistonesAde vélvuia
61 al espacio cilindrico 64 y a través de la conduccién 63,

65 al espacio cilindrico 66, El pistén 68 es movido por lo

la 61 es movido hacia arriba. En este caso es superado el
peso propio del pistén 61 de la varilla de védlvula 60 y del
plato de vdlvula 59, de manera que se llega al cierre de la
vélvula 51. .

El sistema A se extiende hasta la vélvula de blo-
queo y el sistema A' se encuentra entre la vdlvula de blo-
queo y la fase liquida, que forms el sistema B, Estas desig
naciones de sistema A, A' ¥ B estd dibujadas en las figuras
2 hasta 4. ' o

El invento no estd limitedo a los ejemplos de rea
lizacién que se representan. Puede ser aplicado doquiera
donde dos sistemas estén en comunicacién enire si, uno de
los cuales contenga un medio gaseoso y el otro contenga un
medio liquido. Los orificios de salida desde el sistema A'
al sistema B limiten, en efecto, también en el caso dé la
diferencia de presiones, que resulia a causa de la rébida
disﬁinucién de la pfesién en el liquido del sistema B a tra
vés de los orificios de salida, segin lés leyes de la hidro
dinéﬁica, a la cantidad de vapor‘b de gas que gbandona 8l
sistems A' por unidad de tiempo. - .

Ta disminucidén de la presidn en los sistemas A ¥

A' se efectla en funcién de la cantidad de vapor o de gas

l
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- que abandona por unidad de tiempo al sistema A', y de los

vollimenes de los sistemas A y At as{ como de eventuales pro
cesos de evaporaciﬁn ulterior, a causa de la capacidad de
trabajo del vapor o del gas en los sistemas A y A', por .o
tanto esencialmente con mayor lentitud que en el sistema B,
por lo que la diferencla de presiones que resulta Junto al
fistén ﬁuede producir el cierre de la vAlvula. Después de
cerrarse la vélvula, se equilibra la presilén en el sistema
A' con la del sistema B, frente a lo cual en el sistema A
se reprimé una disminueidn adicional de presién y tampoco
puede pasar ninguna cantidad adicional de medio desde el
sigtems A gl sistema B. Ia nueva apertura de la vélwvula se
efectia despuds de haber solventado la perturbacién que can
sa la disminucidén de presién en el sigtema B mediante el

gumento de presidén en el sistema B hasta el valor de servi-

‘¢io. No es necesario que la presién en la fase liquida y en

la fase gaseosa sean de igual magnitud en el estado de fun-
cionamiento normal. Puede existir una clerta diferencia de
presiones. El equipo de acuerdo con el invento responde o
reacciona s6lo en el caso de wna diferencia de presionés

previamente seleccilonable.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que se pﬁgy
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente dz
Invencidén en Espefia, por VEINTE afios, son 1los que ge reco-

gen en las reivindicsciones siguientes:

18,~ Digpositivo, preferidvlemente para instalacip T

nes de concentracidn por evaporacién de dos etapas, por
ejemplo para aguas residuales radioactivas, para la sepsra-
¢ién de un primer sigtema espacial, lleno con un medio en
forma de gasmo de vapor bajo presidn, respecto'de un segun~
do sistema espacial 1leno en lo esencial con un medic ligui
do, con el fin de evitar una circulacidén por rebose adicio-
nal del'medio en forma de vapor o de gas desde el primer
sistema espacial al segundo, cuando en este Gltimo, por una
causa que se éncuentra fuera del primer sistema espacial,
disminuye la presién? circulando en funcionsmiento normal
el medio en forma de vapor o dg gaa desde el primer sigtema
a través de un‘sistema espacial intermedio, que en este ca-
80 es%é lleno con el mismo medio con una presidén sproximada
mente igual, hasta el segundo sistems, cuyo medio liquido:
estd bajo una presidén no inducida por el primer sistemﬁ,
apareciendo ademis por la circulacidén por rebose Jjunto al
orificio de salida del sistems espacial intermedio hasta el
segundo sisteﬁa, ung disminucién de pfesién previamente es-
tablécida, caracterizado porgue entre el primer sistema es~
pacial y el sistema espacial intermedio estd dispuesto un
érgano de bloqueo accionado por un pistén, uno de lbs lados

del pistén estéd cargado mediante un medio 1iquido con la
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- cual o la cual estd cargalo por un lado con el 1liquido en

Hoja nGm. 14'

_ presidn en el segundo sistema en el sentido de epertura del
érgano de bloqueo, y el otro lado del pistén estd cargado

con la presién en el primer sistema en el sentido de cierre

cooperacién con las otras fueréas que actian sobre los pisQ
tones, una resultante, que en el estado de funcionamiento
normal actlia en el sentido de apertura del 6rgano de blogue
y en elrcaso de aumento de la disminucién de presibn junto
al orificio de selida del sistema espacial intermedio hasta
el segundo sistema, frente a la disminucién de presién pre-
viamente establecida, en un valor previamente determinado,
estd orientado en el sentido de ecierre del brgano de blo-
queo, & causa de una disminucibén de presién en el segundo
sigtema.

29.~ Dispositivo‘segﬁn la reivindicacidén 18, ca-
racterizado porque estd previsto un pistén_desplazable en

un cilindro o una membrana dispuesta en un alojamiento, el

el segundo sistema espacial y por otro lado con un liquido
de transferencia, el cual a su vez cargas sobrérun lado del
pistén que acciona &l érgano de blogueo.

38, Dispositivo segin 1a reivindicacién 18, ca-
ractefizado porque en el caso de una instalacién de concen-
tracién por evaporacién con dos etapas de evaporacién en un
tubo- para conduccibén de vapor dispuesto verticalmente, pues
b0 eﬁ comunicacién con un tubo de introduccién de vapor que
pertenece a8l primer slstema espacial, el cual tubo de con-
duceidén de vapor desemboce en un equipo distribuldor de va-

por rodeado por el lfquido de refrigeracién de un condensa-

del érgeno de bloqueo, proporcionando la fuerza, a csusa de

1

la diferencia de las presiones que cargan los pistones en .

e




10

15

20

25

30
Jea
27038

Hoje nom. 15

dor mixto que pertenece al segundo sistema espacial y forma

junto con éste el sistema espacial intermedio, estd previs-

]ta una vélvula, cuyo plato de valvula coopera con un asien-

lto de vAlvula dirigido bacia arriba y esth guiado por una,:;

varilla de vAlvula que sirve como pistén, la cual atravie-"

tribuidor, y cuya superficie frontal libre inferior esté
cargada por el liquido de refrigeracibn, actuando sobre el
plato de v&lvula en el sentido de apertura un resorte, con
una fuerza que supera al peso propio del plato de vilvula y
de la varilla de véivula. |

42, -Dispositivo, preferiblemente para instalacio:
nes de concentracibén por evaporacibn de dos etapas, por
ejemplo para aguas residuales radioactivas.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que‘ante
cede, representado en los dibuyjos que se acompafian y para
los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de quince hojas escritas a

méquina por una sola cara.

Madrid, 28.MAR1978
P.A,

sa el tubo para conduccibén de vapor y el fondo del equipo 4i
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